












































































专利名称(译) 气相沉积掩模和有机el显示装置的制造方法
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摘要(译)

一种包括金属基板的气相沉积掩模,所述金属基板具有用于使气相沉积颗
粒通过的多个开口,其中,所述多个开口的至少一部分由一个或多个开口组
构成,其中,所述多个开口根据所述开口重复地布置。 固定规则地设置多
个高度相同的突起以从一侧支撑整个基板,并且仅设置在开口组形成区域
的外侧。
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